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評価結果の総合所見 

本課題は、精密光学デバイスの高性能化、高機能化の実現に向け、純水のみを加工液とした精

密表面研磨法の開発を目指すものである。 

当初の目標を達成し、企業との共同研究も進んでおり、次の研究開発フェーズ移行に必要な成

果が得られた。 

市販の卓上研磨機に、開発したパットを用いることで、当該の研磨加工が実施可能であることを

実証したことは高く評価できる。今後は、目的に特化した企業との共同プロジェクトが立ち上がるこ

とを期待する。 
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